Wycena: 001-00-5401377

Znak sprawy: ZP/282/051/D13

lloé¢ Opis

(1) B800776 MULTIPROBE MXPS

MULTIPROBE MXPS jest wielozadaniowg aparaturg UHV przeznaczong do analizy powierzchni. Jest
zaprojektowana do pracy z wysokorozdzielczym mikroskopem SPM, réznymi technikami analizy powierzchni
takimi jak XPS, MONO XPS, UPS, ISS, LEED, AES, jak rowniez przygotowania probki za pomocg trawienia
jonowego, grzania lub naparowania cienkich warstw. (Mozliwa jest rozbudowa o oddzielng komore
przygotowawcza).

Dzieki zastosowaniu sztywnego stelaza aparatura zapewnia wysoka stabilno$¢ bez dodatkowych urzadzef
tlumiacych. Wydtuzona sferyczna komora analityczna (300 mm ID) jest wykonana z Mu-metalu. Slepe flansze,
okna i zawdr zapowietrzajacy sq w komplecie. Manipulator probki zapewnia polarny obrét w zakresie + 180°, +
12,5 mm ruchu wzdiuz osi x/y, 450 mm wzdtuz osi z oraz obrét azymutalny + 90°. Jest wyposazony w funkcig
grzania radiacyjnego probki i umozliwia grzanie bezposrednie. Termopara jest zamocowana do grzejnika
prébek. Manipulator probek oprocz grzania radiacyjnego jest rozbudowany o moZliwo$¢ chiodzenia za pomocg
LN2. Zakres temperatur na uchwycie probek przy grzaniu radiacyjnym wynosi od -110°C do 830°C. Zestaw
chlodzacy zawiera wymiennik ciepta i polistyrenowy dewar z izolowang rurg potaczeniowa. Uklad pompowy
skiada sie z pompy jonowej (nominalna szybkos¢ pompowania 230 I/s, flansza wlotowa NW 150 CF (8" OD)) i
tytanowej pompy sublimacyjnej. Do odpompowania komory lub pracy przy duzym obcigzeniu sfuzy pompa
turbomolekularna (nominaina szybko$¢ pompowania 265 I/s, flansza wiotowa NW 100 CF (6" OD)) ze wstepng
pompa rotacyjng o wydajnosci 3 m¥h. Komora jest oddzielona od pomp za pomocg pneumatycznego zaworu
bramowego. Pomiar ci$nienia odbywa sie za pomoca glowicy z podwdjng katod irydowa.

Aparatura posiada liniowg komore zatadowczg (FEC - Fast Entry Chamber) z drzwiami szybkiego dostepu.
Sluza jest pompowana gtéwng pompg turbo poprzez obwod typu bypass.

Aparatura UHV jest w pelni wygrzewalna i posiada 19-calowe szafy na elekironike, pokrywy do wygrzewania i
grzejniki, programowalng kontrole procesu wygrzewania i zabezpieczenie przerywajace. Dostarczona
aparatura jest zamontowana na stelazu, posiada wszelkie podigczenia elekiryczne i jest przetestowana.
Instalowanie aparatury, przebieg testow odbiorczych jest opisany w dokumencie ,Kryteria odbioru”

B903148 Hemisferyczny analizator energii elekironéw Argus

Wielozadaniowy spektrometr hemisferyczny do badan spektroskopii fotoelektronéw i Augera.

Uktad soczewek umozliwia wybor badanej powierzchni o $rednicy od < 70 um do powierzchni rzgdu > 10 mm.
Zintegrowany uklad odchylania elektrostatycznego umoZliwia prowadzenie badan matych obszardw |
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obrazowania XPS. Szeroki kat zbierania sygnatu zapewnia bardzo wysokie szybkosci zliczania. Analizator jest
wyposazony w wysokowydajny detektor wiclokanatowy, ktéry umoZliwia prace w wielu trybach zbioru danych,
takich jak skanowanie i szybki zbior danych w trybie migawkowym 'snapshot'. Pakiet zawiera elekironike,
okablowanie i oprogramowanie do zbioru danych i opracowywania wynikow.

Analizator Argus

Analizator zapewnia 3 rozne powiekszenia i katy zbioru sygnatu, ponadto 6 szczelin do wyboru in situ
umozliwiajacych okreslenie rozmiaru badanej powierzchni. Cechuje sig prawdziwg 180-stopniowg geometrig z
podwajnym skupianiem, 125 mm $rednicy | podwojng ostong z mu-metalu. Detektor zawiera 128 anod,
wzmacniaczy i licznikéw. Flansza montazowa NW 100 CF (6" OD). Konfiguracja przektadki i ostony soczewki z
p-metalu jest dobrana do odleglosci flansza-probka rownej 254 mm (107). Odleglos¢ robocza analizatora
wynosi 30 mm.

EAC 2000 Modut kontrolera spektrometru Argus

EAC 2000 jest cyfrowym modutem kontroli spektrometru elektronow, pracujacym w zakresie do 2000 eV, z
niskoszumowym zasilaczem wysokiego napiecia dla wszystkich ukiadow analizatora i skupiania elektronow.
Zawiera interfejs USB, okablowanie i przewod zasilania analizatora wraz z filtrem.

Wielokanatowy modut zliczania impulsow skiada sie z zasilacza wysokiego napiecia, elekfroniki zliczajacej
impulsy oraz uktadu przesylu danych do komputera z uzyciem standardu Ethernet.

Pakiet oprogramowania Matrix

Pakiet Matrix sklada sie z oprogramowania oraz wyposazenia sprzgtowego do kontroli procesow pomiaru
spektroskopii elektron6w i jondw, wraz z narzedziami zarzadzania danymi i analitycznymi.

Pakiet zawiera profesjonalne oprogramowanie do obrébki danych CasaXPS. Oprogramowanie Matrix jest
kompatybilne z systemem operacyjnym Win XP. Aktualizacje oprogramowania s3 dostepne przez dwa lata od -
dostawy. Pakiet nie zawiera komputera.

Uwaga: rozdzielczoéé analizatora w ptaszczyznie moze zaleze¢ od konfiguracji aparatury. W celu uzyskania
szczegdtowych informacji prosimy o kontakt z firmg Omicron.

B001693 Komputer PC do obslugi spektroskopii elektrondéw

Komputer Omicron dostarczany jest z zainstalowanymi urzadzeniami | oprogramowaniem, skonfigurowany i
przetestowany pod katem obstugi wszystkich programoéw do obstugi metod spektroskopowych Omicron.
Specyfikacja komputera moze by¢ dostarczona na Zyczenie, jednak zawsze odzwierciedla minimalne
parametry, ktore moga by¢ rozbudowane do wyzszych wydajnosci bez uprzedzenia.

Uwaga: Liczba wolnych portéw PCl moze by¢ ograniczona przez karty PCI firmy Omicron przeznaczone do
obstugi specjalnych funkcji. Rowniez adapter sieciowy moze by¢ wykorzystywany przez niektore urzadzenia
Omicron kontrolowane przez TCPIP. Dodatkowy adapter sieciowy ~ np. typu USB — moze by¢ zaméwiony
niezaleznie w celu podiaczenia do oddzielnej sieci.

Pakiet XM 1000 i DAR 400 do aparatury UHV Omicron

Pakiet zrodet promieniowania rentgenowskiego XM 1000 i DAR 400, do badan XPS z uzyciem
monochromatycznego | hiemonochromatycznego dwuanodowego zrodia Al/Mg. Obydwa zrodia rentgenowskie
sq kontrolowane przez cyfrowy zasilacz. W komplecie ukiad chiodzenia wodnego w obiegu zamknigtym (1000
W), urzadzenie do regulacji osiowosci, regulowany mieszek dystansowy, przekladka dystansowa i olowiowe
okna ochronne.

Pakiet uwzglednia scalenie wszystkich podzespotow prozniowych z aparaturg oraz elektroniki w szafie
montazowej i testy. Instalacja wchodzi w skiad catkowite] instalacii aparatury UHV.

L Page2ofi2



40.1

40.2

40.3

(1)

(1

Omicron NanoScience

Tel: +49(0) 6128 987 0 Fax: +49 (0) 6128 987 185
Email: omicron.nanoscience@oxinst.com
www.oxford-instruments.com

The Business of Science’

Pakiet zawiera:

B902562 XM 1000 monochromatyczne zrodlo rentgenowskie

Monochromatyczne zradio rentgenowskie AlKa o wysokiej intensywnosci | wysokiej rozdzielczosci
energetycznej, ze $rednicg Rowlanda réwng 500 mm, minimalna $rednica wiazki ok. 1 mm, szeroko$¢
widmowa linii < 250 meV, moc maksymalna w trybie punktowym 300 W, w trybie obszernej powierzchni 600
W. Zawiera krysztat monochromatora, obudowe UHV | Zrodio promieniowania rentgenowskiego.

Regulowany reflektor sktada sie z 4 krysztalow kwarcu zamocowanych na 3-osiowym manipulatorze w
komorze prozniowej z portem do pompowania. Odleglosé od flanszy do probki wynosi 203 mm, zamontowane
na flanszy NW 63 CF (4 1/2"0D). Zestaw zawiera urzadzenie do regulacji osiowosci zrodta w kierunkach x, y,
z _

Uwaga: Jest to urzadzenie UHV wytwarzajace promieniowanie rentgenowskie. Nie posiada znaku CE, ale jest
dostarczone z Oswiadczeniem Producenta. Uzytkownik jest odpowiedzialny za scalenie aparatury i za
zgodno$é CE aparatury jako catosci w krajach, w ktorych jest to wymagane. W przypadku gdy XM 1000 jest
dostarczony jako czes$¢ kompletnej aparatury UHV OMICRON, firma Omicron dostarcza Deklaracje CE dla
catej aparatury UHV lacznie ze zrodtami rentgenowskimi. Aparatura OMICRON jest zaprojektowana i
zbudowana z zapewnieniem bezpieczenstwa pracy ze Zrodlem rentgenowskim. Wszelkie promieniowanie
wytwarzane wewnafrz komory jest ograniczone ponizej poziomu szkodliwosci. W kazdym badz razie
stosowanie sie do krajowych przepisow lezy w odpowiedzialnosci uzytkownika, jesli przekazanie do uzytku lub
obstuga aparatury wymaga posiadania licencji.

B002096 Dwuanodowe zrodio rentgenowskie DAR 400

Zrdlo rentgenowskie z podwojng anoda (Al/Mg) pracujace w zakresie napigé przyspieszajacych do 5kV i
mocy 400 W mocy, dtugosé (w prozni) 350 mm, szybkoziaczki do chiodzenia wodnego i odpowiednie
zabezpieczenia.

Uwaga: Jest to urzadzenie UHV wytwarzajace promieniowanie rentgenowskie. Nie posiada znaku CE, ale jest
dostarczone z O$wiadczeniem Producenta. Uzytkownik jest odpowiedzialny za scalenie aparatury i za
zgodnosé CE aparatury jako calosci w krajach, w ktorych jest to wymagane. W przypadku gdy XM 1000 jest
dostarczony jako cze$¢ kompletnej aparatury UHV OMICRON, firma Omicron dostarcza Deklaracjg CE dla
calej aparatury UHV lacznie ze zrodlami rentgenowskimi. Aparatura OMICRON jest zaprojektowana i
zbudowana z zapewnieniem bezpieczenstwa pracy ze zrodiem rentgenowskim. Wszelkie promieniowanie
wytwarzane wewnatrz komory jest ograniczone ponizej poziomu szkodliwo$ci. W kazdym badz razie
stosowanie sig do krajowych przepisow lezy w odpowiedzialnosci uzytkownika, jesli przekazanie do uzytku lub
obstuga aparatury wymaga posiadania licencii.

B002561 Zasilacz do obstugi zrédet rentgenowskich 554-D

Modut elekironiki sterujacej zapewniajgca bezpieczne dla uzytkownika dziatanie dwuanodowego zrodia
rentgenowskiego DAR XM 400 oraz monochromatycznego zrodta XM 1000. Zasilacz NG 554 generuje
stabilizowane wysokie napiecie anody (w zakresie od 500 V do 15 kV, moc 1000 W), wraz z ukladem grzania
katody z kontrolg pradu emisji (do 67 mA), zabezpieczenia przed skutkami awarii w ukladzie prozni, wody i
wysokiego napiecia, funkcjg automatycznego odgazowania, szybkiego automatycznego startu i kontroli
przeplywu wody.

Oba zrodta DAR 400 i XM 1000 moga by¢ podiaczone jednoczesnie i obstugiwane naprzemiennie za pomocq,
latwego wyboru w dostarczonym oprogramowaniu.

Zasilacz 554 jest obstugiwany przez oddzielny modut oprogramowania, wymagajacego komputera Omicron z
wolnym portem USB lub Ethemet. Zasilacz 554 mozna tatwo zintegrowa¢ z oprogramowaniem CASCADE.
Przyjazny dla uzytkownika interfejs pozwala na ustawienie wszystkich parametrow pracy zaréwno dla DAR 400
lub 1000 XM. Zestaw zawiera obejmuje niezbedne okablowanie do funkcjonowania zrodta oraz podtaczenie
wodne ze zintegrowanym przeplywomierzem wody chiodzacej.
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B002702 Chiodzenie wodne w obiegu zamknigtym do XM1000

Uktad chiodzenia w obiegu zamknietym zawierajacy pompe wody i zbiornik na wode; ukiad przeznaczony do
chiodzenia zrodia rentgenowskiego XM 1000. Uktad moze by¢ rowniez wykorzystywany do jednoczesnego
chiodzenia zarowno XM 1000 jak i DAR 400 (1000 W).

B002910 Regulowany mieszek dystansowy 50 mm dla Zréde! rentgenowskich
Zakres regulacji 50 mm wzdhuz osi z, minimalna dtugo$¢ 42 mm. Gwintowane otwory na obydwu flanszach.

B002911 Urzadzenie do regulacji osiowosci Zrédia + 2°
Requlacja kata osi zrodia + 2°, diugo$¢ 40 mm, NW 35 CF (2 %" OD). Odpowiedni dla zrodef rentgenowskich,
zrédet elektronowych EKF1000 | naparowarek elektronowych EFM 2, EFM 3(i) i EFM 4.

B000096 Zestaw okien ofowiowych do ochrony przeciw promieniowaniu
Tylko do fabrycznego montazu w aparaturze UHV Omicron. Niedostepne jako akcesoria.

B002497 Dwdjnik dystansowy 60 mm, DN 40 CF
Spektroskopia elektronéw Augera

Zrodio elektronéw wysokiej intensywnosci dla zastosowan AES.
Pakiet zawiera:

B002114 EKF 300 zrédio elektrondéw montowane na flanszy

Zrodio elekironowe montowane na flanszy DN 35 CF (2 % "OD) generujace wigzke o energii w zakresie od
100 eV do 5 keV, wielko$¢ plamki 300 mm (dla energii 5 keV), maksymalny prad wigzki >10 pA; system
odchylania statycznego w plaszczyznie XY; odleglosé od flanszy do probki 203 mm (8 ) lub 254 mm (10"),
odlegtos¢ robocza 66 mm; kabel (5 m).

B000146 NGE 52 Zasilacz Zrédia elektronéw

Zasilacz zrodia elektronow o zakresie pracy 0.1...5 keV o wysokiej stabilnosci wysokiego napigcia
przeznaczony do zrodet elektronowych typu CMA i EKF, zawiera uktad kontroli pradu wigzki (20 nA to 50 piA),
zasilanie katody o wysokiej stabilnosci regulowane wartoscig pradu emisji, wejScie wygaszajace wiazke,
statyczne ugiecie wigzki | wyj$cia monitorujgce prad i energie wigzki.

Pakiet Zrodia jonow do aparatury UHV firmy Omicron

Kompletny pakiet zrodta jondw do zaawansowanego profilowania glebokosciowego zawierajgcy zrodio jonow,
modut elektroniki, wlot gazu i ukiad pompowania rdznicowego.

Pakiet zawiera:

B800825 Precyzyjne zrédio jondw FDG 150

Zrodlo jondw z mozliwoscia precyzyjnego skupienia wigzki przeznaczone do trawienia oraz neutralizacji
tadunku, pracujace w zakresie energii od 10 eV do 5 keV.

FDG 150 zapewnia uzyskanie matych plamek az do 150 um przy odlegtosci roboczej 30 mm i wysokich
gestosciach pradu jonowego > 2 mAlem? przy napieciu wigzki 5 kV. Dia eksperymentow XPS i AES, w
potaczeniu z neutralizatorem tadunku CN 10, zrodio umozliwia prace w trybie niskich energii do
zaawansowanej neutralizacii tadunku.

FDG 150 jest sterowane za pomoca zasilacza cyfrowego, ktory moze by¢ w peini obstugiwany zaréwno z
pomoca oprogramowania jak i niezaleznie poprzez wbudowany cyfrowy procesor skanowania i ugiecia wigzki z
mozliwoscig wprowadzenia przez uzytkownika algorytmu korekcji dystorsii.
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Zrodlo montowane jest na flanszy DN4OCF na gleboko$é 224 mm. Zestaw zawiera modut mechanicznego
odchylania wigzki. FDG 150 wyposazone jest w port do pompowania réznicowego oraz zawdr dozujacy.

B800826 Uklad pompowania réznicowego P1 dia zrédta jondéw FDG 150

Ukdad pompowania réznicowego zawiera pompe turbomolekularng (nominalna wydajno$¢ 67 I/s) i pompe
rotacyjna, zawor pneumatyczny i waz prozniowy. Stanowczo zalecany do pracy zrodta FDG 150 w warunkach
UHV najwyzszej czystoscei.

B800827 Pojedynczy wlot gazu
Pojedynczy wlot gazu zlozony z dwdch recznych zaworéw odeinajgcych | przewodow gazowych ze stali
nierdzewnej do podigczenia z zaworem dozujgcym | obwodem przeptukiwania.

Mikroskop VT AFM XA 650 z modutem MATRIX
Pakiet zawiera:

B903011 Mikroskop VT AFM XA 650

Zmiennotemperaturowy mikroskop UHV STM umozliwia grzanie probki podczas obrazowania SPM. Mikroskop
jest zamontowany na flanszy NW 200 CF (10" OD) i jest wyposazony w uklad skutecznego ttumienia drgan z
zawieszeniem na sprezynach i umieniem z wykorzystaniem pradow wirowych.

Urzadzenie jest wyposazone w zintegrowany element grzewczy, ktéry umozliwia grzanie radiacyjne podczas
obrazowania w zakresie temperatur do 650 K. Stacja mikroskopu dostosowana jest do standardowych
uchwytdw do probek Omicron (plaska plytka o grubosci 1 mm).

Pomiar temperatury jest realizowany za pomoca czujnika temperatury Pt 100 zamontowanego w staci
mikroskopu.

Konstrukcja mikroskopu wykorzystuje skanujace ostrze z pojedyncza kolumng skanujacq (z zakresem
skanowania 10 um x 10 um x 1.5 ym). Pozwala na niezalezne, ortogonalne i prowadzone wzdtuz 3 osi
zgrubne pozycjonowanie ostrza (w zakresie 10 mm x 10 mm x 10 mm) z uzyciem piezoelekirycznych silnikow
inercyjnych. Dzieki tym silnikom i specjalnym uchwytom transferowym sond mikroskop umozliwia zdalnie
sterowang wymiane ostrzy (zestaw zawiera okablowanie kolumny skanujacej i uktadu zgrubnego
pozycjonowania).

Dziatanie mikroskopu AFM opiera sie na pomiarze ugiecia wigzki Swietinej odbitej od dzwigni i wykorzystuje
zdalnie sterowane silniki zwierciadel i wielosegmentowa fotodiode. Tryby pracy mikroskopu AFM: kontaktowy z
pomiarem sit normalnych/bocznych, bezkontaktowy AFM, KPM, EFM, MFM itp., Zestaw zawiera
przedwzmacniacz AFM, zrédio Swiatla, okablowanie.

Zaawansowana technologia przedwzmacniacza in-situ jest wykorzystana do zoptymalizowanej spektroskopii
modulacyjnej (STS, CITS, itp.) i niskopradowej mikroskopii STM. Przedwzmacniacz SPM PRE 4 dziata jako
konwerter I/V (model IVC H3) ze zintegrowang kompensacjg pojemnosciowg redukujacg szumy, z
przelaczanym stopniem wzmocnienia na pierwszym stopniu konwertera I/V (z pomocg przetaczainego
opornika sprzezenia sterowanego za pomocg oprogramowania, z catkowitym zakresem pradu 1 pA to 330 nA)
i kompensacjg przesuniecia dla STMu przy rzeczywistych wartosciach pradu ponizej 1 pA (zestaw zawiera
modut przedwzmacniacza STM wraz z okablowaniem).

Akcesoria zawarte w zestawie: 10 zamontowanych ostrzy STM, 25 uchwytow do ostrzy STM, 5
zamontowanych dzwigni do AFM trybu kontaktowego/sit bocznych, 5 zamontowanych dzwigni do AFM trybu
bezkontaktowego, 25 uchwytow dzwigni, 8 uchwytow transferowych do ostrzy/dzwigni, zestaw standardowych
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uchwytéw do probek (10 ze stali nierdzewnej, 1 molibdenowy do grzania bezposredniego probki, 1 tantalowy, 1
tantalowy z oknem), zestaw 3 zamontowanych probek (HOPG, warstwa Au na Si, mika), kamera CCD ze
zrodlem $wiatta do obserwaciji pozycjonowania ostrza/probki i ustawiania wigzki. Mikroskop jest dostarczany
wraz z urzadzeniem do klejenia dzwigni do zamocowania wszelkich dostepnych na rynku dzwigni do uchwytu
dzwigni oraz klejem przewodzacym do UHV.

Uwaga: Specyfikowane osiggi, peine wsparcie serwisowe i gwarancja sg zapewnione tylko w przypadku
obstugiwania mikroskopu za pomocg modutu kontrolnego Matrix.

B001857 Funkcja rozbudowy o VT SPM WS 180
Uktad przytaczenia glowicy VT SPM do aparatury UHV zawiera komore VT SPM, 12-pozycyjny magazyn
karuzelowy i manipulator typu Wobble Stick WS 180.

B903370 Modut kontrolny MATRIX SPM

MATRIX SPM jest urzadzeniem elektronicznym o konstrukcji modutowej do obstugi mikroskopu SPM
wykorzystujacym najnowsze niskoszumowe platformy cyfrowe do sterowania skanowaniem, regulacji i zbioru
danych, kontrolowanych poprzez oprogramowanie MATRIX. Oprogramowanie obstuguje standardowe tryby
eksperymentalne STM, AFM, spektroskopie pradu tunelowego i sit poprzez tatwy w obstudze i intuicyjny
interfejs dla poczatkujacych, jednoczesnie umozliwiajacy bardziej zaawansowanym uzytkownikom dostep do
interfejsow programowalnych zaréwno w ramach oprogramowania MATE (MATRIX Automated Task
Environment) jak i programéw innych podmiotéw (np. Labview).

Oparty jest na architekturze wieloprocesorowej z szybkimi cyfrowymi potaczeniami pomigdzy modutami.

Regulator zapewnia 20-bitowa rozdzielczos¢ w catym zakresie skanowania wzdtuz osi z, bez przetgczania
zakresow i jest monotoniczny w zakresie az do 1LSB (Least significant bif).
Obrazowanie wzdiuz osi z jest mozliwe z dynamiczng 24-bitowg rozdzielczoscia,

Moduly tacza sie z komputerem poprzez standardowe tacze Ethernet (100 Mbit/s).

Zgrubne pozycjonowanie odbywa sie przez 8-kanatowy inercyjny naped piezo, niskoszumowy
wysokonapigciowy 6-kanatowy wzmacniacz gtowicy skanujacej. Uklad posiada co najmniej 24 wewnetrzne i 6
zewnetrznych kanatow pomiarowych oraz zewnetrzne wejscia do pomiaru napigcia szczeliny (spektroskopia
modulacyjna).

llo$¢ zewnetrznych wej$¢ mozna zwigkszy¢ w prosty sposob podigczajac dodatkowe moduty. Panel czotowy
zapewnia tatwy dostep do podtaczenia sygnatow do monitorowania i wizualizacji poprzez zamontowane
gniazda BNC.

MATRIX SPM standardowo zawiera kompletne oprogramowanie do zbioru danych i obstugi eksperymentu,
razem z wielostanowiskowg licencjq dla ,Vernissage”

Vernissage” umozliwia podglad danych, przegladanie, filtrowanie i sortowanie danych pomiarowych modutu
MATRIX. Program zawiera wtyczki do eksportu danych i obstuguje nastepujace formaty: JPG, TIFF, BMP,
ASCII, IGOR Pro oraz FFF (Omicron Flat File Format). Wtyczki eksportowe oraz przyktady z kodami
zrodtowymi innych dla formatow (ASCII, SCALA Pro, WsxM) sa dostepne do pobrania ze strony
www.omicron.de.

.Vernissage” oferuje dostep do surowych danych z MATRIXa dla samodzielnie napisanych procedur i
konwerterow do specjalistycznego oprogramowania (takiego jak MATLAB, Origin, itp.) lub bezposrednie
potaczenie do oprogramowania SPM podmiotow trzecich wykorzystujacych standard API (Application
Programming Interface).
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Pakiet obejmuje aktualizacje oprogramowania w okresie dwoch lat od dostawy.
Do dalszej obrobki danych zaleca sie nabycie pakietu oprogramowania SPIP firmy Image Metrology.

Modui MATRIX jest dostarczany jako stanowisko z biurkiem i zabudowg do czesci elektronicznej,
nowoczesnym komputerem i monitorem 27", (Specyfikacje sq ciagle aktualizowane i sg dostepne na zyczenie).

B002984 Rozbudowa modulu MATRIX SPM o funkcje AFM z ugieciem wiazki

Rozszerzenie o mozliwosé obrazowania AFM w trybie kontaktowym i bezkontaktowym, ziozone z pakietu
CPCI-AFM, w tym detekcje czestotliwosci, przedwzmacniacze sygnatu analogowego, kontroler Zroda Swiatfa,
modut cyfrowego procesora CPCI, zintegrowany sterownik sondy Kelvina i moduly oprogramowania do konfroli
ugiecia wigzki.

Tryby pomiarowe:

Tryb kontaktowy AFM (sita normalna i styczna, krzywe sita-odleglos¢, przewodzacy AFM, odpowiedz piezo
AFM).

Tryby bezkontaktowe zawieraja: EFM, MFM, sonda Kelvina {tryb FM & AM), wielomodowe dziatanie i
wielomodowa spektroskopia, state ttumienie.

Tryby detekeji: tryby PLL (ze statg amplituda i stalym wzbudzeniem), samowzbudny (ze stalg amplituda).

B003369 Pakiet oprogramowania do analizy danych SPIP

Oprogramowanie SPIP (Scanning Probe Image Processor) firmy Image Metrology stuzy do analizy i obrébki
danych offline. SPIP zawiera nastepujace moduly:

Podstawowy z interfejsem wiyczek, kalibracyjny, usredniania korelacii, rozszerzonej analizy Fouriera, analizy
szorstkosci | twardo$ci, analizy poréw i czasteczek, studio wizualizacyjne 3D, obrébki grupowej z aktywnym
reporterem, filtra, Imagemet Explorer, charakteryzacji ostrza, analizy krzywej sit, CITS (Continuous imaging
Tunneling Spectroscopy), analizy filméw i serii czasowych.

Pakiet zawiera licencje na pojedyncze stanowisko.

Wiecej danych jest dostepnych na stronie www.imagemet.com.

B002276 Oddzielne pompowanie komory SPM

Funkcja ta pozwala oddzieli¢ komore SPM od komory analitycznej i pompowac jg niezaleznie. Zawiera reczny
zawoér bramowy NW 150 CF (8" OD), wydiuzony przesuw manipulatora wzdiuz osi z, pompg jonowg o
wydajnosci 120 I/s zamocowang na flanszy NW 100 CF (6" OD), tytanowa pompe sublimacyjng, jonizacyjng
glowicg pomiarowa z podwojng katoda irydowa pokrytg tienkiem toru i odpowiednie moduty kontrolne.

B800565 Pomiar ci$nienia w oddzielnie pompowanej komorze SPM
Aparatura UHV do rozpylania warstw na podioza 2"
Pakiet zawiera:

B903314 Aparatura UHV do rozpylania z 4 magnetronami

Aparatura UHV do rozpylania magnetronowego jest zaprojektowana w sposob spelniajacy najostrzejsze
wymagania nowoczesnych standardow z dziedziny rozpylania cienkich warstw. Jest przeznaczona i
zoptymalizowana do wzrostu warstw z materialow metalicznych, tlenkowych, magnetycznych i
nadprzewodzacych.

Komora cylindryczna o $rednicy zewnetrznej 455 mm (18") z 515 mm (20”) gbrna flansza jest wykonana ze stali
niemagnetycznej 304, wygrzewanej prozniowo i posiada wszystkie metalowe uszczelki. Komora jest
wyposazona w nastepujgce flansze:
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Gorna flansza posiada port z pionowo zamocowanym manipulatorem probek na flanszy NW 200 CF (10" OD) i
ma 4 flansze do obserwacji magnetronéw. Komora ma 4 flansze NW 100 CF (6" OD) do zamocowania
magnetronow w konfiguraciji konfokalnej, jedng flansze NW 63 CF (4.5" OD) na dnie komory z osig skierowang
prostopadle do podtoza (np. do zamocowania pirometru) i duzg flansze NW 150 CF (8" OD) do zamocowania
uktadu pompujacego. Kilka flansz NW 40 CF (2%4" OD) jest zarezerwowanych do zapowietrzania, pomiaru
ciSnienia z uzyciem glowicy baratronowej, doprowadzenia gazéw procesowych, kwadrupolowego spektrometru
masowego (RGA), monitora strumienia wigzki (BFM), monitora kwarcowego (QMB), elipsometru lub innego
narzedzia do pomiaréw odbiciowych (2 flansze) oraz 2 flansze dla uktadu RHEED do charakteryzacji wzrostu
warstw in situ (NW 40 CF (2%" OD) dla dziata RHEED i NW 100 CF (6" OD) dla ekranu RHEED). Flansza NW
40 CF (2%" OD) jest przeznaczona do zamontowania manipulatora wobblestick (do transferowania podfoza na
stacje chtodzacq) i jedna flansza NW 100 CF (6") jest przeznaczona do zamontowania stacji chtodzacej probki
(dla podiozy 2"). Kolejna flansza NW 100 CF (6") jest przeznaczona do wprowadzania probki (przez zawor
bramowy do komory zatadowczej). Flansza NW 150 CF (8" OD) zapewnia dostep serwisowy. Dwie flansze NW
100 CF (6" OD) z oknami umozliwiajg podglad probki podczas transferu lub magnetronow. Wszystkie $lepe
flansze i okna sg w komplecie, 2 okna NW 100 CF (6" OD) sg wyposazone W przestony zapobiegajace
nanoszeniu materiatdw podczas rozpylania.

Komora nanoszenia warstw jest pompowana pompa turbomolekularng (nominalna wydajno$¢ 685 I/s) z flanszg
wlotowg NW 150 CF (8" OD) wraz z zaworem zapowietrzajgcym (o opéznionym dziataniu), wlot gazu
buforowego N2, modut kontrolera i 6-metrowy kabel. Zawor przepustnicowy o napedzie z silnikiem krokowym
do regulaciji cisnienia w potgczeniu z zaworem pneumatycznym NW 150 CF (8" OD) i zabezpieczeniem
przerywajacym dla zapewnienia bezpieczenstwa sg umieszczone pomiedzy pompa turbo a komorg
nanoszenia.

Pompa turbo wraz z suchg pompg typu scroll o wydajnosci 10 m*h posiadajg zabezpieczenie przed zanikiem
zasilania w postaci szybkiego elektromagnetycznego zaworu odcinajgcego.

W skiad uktadu wchodzi takze tytanowa pompa sublimacyjna z 3 elektrodami zamocowana na flanszy NW 40
CF (2 %" OD) wraz z zasilaczem i wygrzewalnym kablem.

Pomiar cisnienia w komorze nanoszenia odbywa sie za pomoca glowicy jonizacyjnej (z podwojng katodg
irydowa) zamontowanej na flanszy NW 40 CF (2 %" OD), 3-metrowym wygrzewalnym kablem oraz gtowicg
Piraniego zamontowanej na flanszy DN 16 KF wraz z kablem.

Glowica baratronowa (1 mbar/torr < p < 1*10E-4 mbar/torr) zamontowana na flanszy NW 16 CF (1.33" OD) do
precyzyjnego pomiaru cisnienia podczas procesu, wraz z modutem kontrolnym i kablem (typowy zakres cisnief
od 1*10E-1 mbar/torr do 5*10E-3 mbar/torr). Regulacja ci$nienia w nizszym zakresie wymaga kontroli gazu
doptywajacego z uzyciem uktadu kontroleréw przeptywu.

Cisnienie bazowe ponizej 5*10E-9 mbar/torr po pomy$inym wygrzewaniu (typowo osiggalne cisnienie bazowe
<1*10E-9 mbar/torr) .

Aparatura UHV jest w petni wygrzewalna i posiada 19-calowe szafy na elektronike wraz z zabezpieczeniem
przerywajacym. Aparatura jest w cato$ci zamocowana na sztywnym stelazu z nogami poziomujgcymi (+/-
5mm), z potaczeniami elektrycznymi i przetestowana. Aparatura posiada pokrywy do wygrzewania i grzejniki,
programowalng kontrole procesu wygrzewania.

W szafie 19" typu Rack umieszczone sg nastepujace moduty elektroniczne:

- Sterowniki pomp turbo, pomp TSP oraz, jesli sq wyspecyfikowane, zaliacze pomp jonowych i kriogenicznych
- Zasilacze RF/DC magnetronow

- Zasilacze RF/DC grzatek probek

- Zasilacz grzalki probki z regulatorem PID

- Kontroler wagi kwarcowej

- Kontroler RHEED
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- Mierniki prozni

- Uktad kontroli wygrzewania sprzezony z uktadem kontroli prézni i zabezpieczeniami przerywajacymi
- Kontroler zasilaczy zapewniajacy giowne zasilanie i obstuge innych zasilaczy z zabezpieczeniami
przerywajacymi

Kilka pozycji w szafie Rack zazwyczaj pozostaje wolnych.

B903316 Komora zatadowcza dia podlozy 2"
Komora zatadowcza pozwala na szybkie wprowadzenie probki bez przerywania warunkéw prozni, posiada
magnetycznie sprzezong szyne transportowa oraz zawor bramowy na wejsciu do komory nanoszenia.

Komora zatadowcza posiada wszystkie flansze, okna i zawor zapowietrzajacy. Komora jest wykonana ze stali
nierdzewnej 304 wygrzewanej prézniowo ze wszystkimi uszczelkami metalowymi oprocz vitonowej uszczelki w
drzwiach szybkiego dostepu. Zapasowy port umozliwia dodanie kasety do przechowywania podiozy. Sluze
oddziela od komory nanoszenia reczny zawdr bramowy NW 100 CF (6" OD).

Magnetycznie sprzezona szyna transportowa zapewnia bezpieczny transfer do komory nanoszenia.

Uklad pompujacy komory zaladowczej skiada sie z pompy turbomolekularnej chiodzonej powietrzem o
nominalnej szybkosci pompowania 67 I/s dla azotu zamontowanej na flanszy NW 63 CF (4.5" OD). Pakiet
zawiera zawor zapowietrzajacy o opoznionym dziataniu, sterownik z 6-metrowym kablem, pneumatyczny zawér
bramowy NW 63 CF (4.5" OD) i pompe suchg o wydajnosci 4 m¥h z odpowiednim potgczeniem do pompy
turbo.

Zestaw do pomiaru cisnienia w komorze zatadowczej sklada sig z kompaktowej glowicy z zimng
katoda/Piraniego zamontowanej na flanszy NW 40 CF (2.75" OD), 3-metrowego kabla i prozniomierza. Pomiar
ciSnienia w zakresie od atmosferycznego do 5*10E-9 mbarftorr.

Oferowana pompa turbo umozliwia uzyskanie prozni na poziomie 1*10E-6 mbar/torr w racjonalnym czasie
(okoto 30 do 60 minut, jesli komora byta zapowietrzona suchym azotem lub argonem i zostata weze$niej
wygrzana).

Drzwi komory z uszczelkg vitonowg umozliwiajg szybki i wygodny dostep do zatadunku/wytadunku probki.

Zamontowana na flanszy lampa kwarcowa do wstepnego odgazowywania probek umozliwia grzanie probek do
okoto 200°C.

B903318 Manipulator prébek do podiozy 2"

Manipulator probek zamontowany na flanszy NW 150 CF (8 OD) jest dostosowany podiozy 2 calowych
(uchwyt podiozy o $rednicy @62 mm) lub kazdego rodzaju okragtych podiozy o rozmiarach < 62 mm. Posiada
grzalke z SiC i magnetycznie sprzezony naped obrotowy do zapewnienia ciggtego obrotu podioza o predkosci
obrotowe] do 60 obr/min.

Manipulator posiada pneumatycznie sterowang przestone molibdenowa, zamocowanag na osi ze stali
nierdzewnej i ulozyskowaniem. Posiada rowniez podno$nik magnetyczny o skoku pionowym 25 mm utatwiajacy
transfer podioza.

Modut grzatki zawiera element grzejny z SiC oraz termopare typu K. Goraca strefa jest gtownie wykonana ze
stopu Inconel 600 lub podobnego. Grzatka radiacyjna SiC pozwala osiagna¢ temperatury do 1000°C (przy
wysokich ci$nieniach parcjainych tlenu). Do pomiaru temperatury wykorzystywana jest termopara typu C.

W skiad zestawu wehodzi odpowiedni zasilacz DC (750 W) z regulatorem PID z szeregowym interfejsem.
Sterownik manipulatora umoZliwia kontrole obrotu podioza.
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Dwa pierscienie do mocowania podioza o $rednicy @ 62 mm (nie zawierajg indu) do podiozy 2-calowych sg
wykonane z molibdenu lub inconelu. Uchwyt podioza o rozmiarze 62 mm wykonany z molibdenu lub inconelu.

B003325 Zrodto magnetronowe z targetem 2°
Zrodio magnetronowe DC/RF 2°

- Umozliwia rozpylanie materialdw magnetycznych i niemagnetycznych bez koniecznosci wymiany magnesow
- Zrodio zamontowane na flanszy NW 100 CF (6" OD)

- Zintegrowane zasilanie gazem przez anode - adapter %" VCR na flanszy

- Zrédio dziata z zasilaniem RF lub DC bez modyfikacii

- Woda chiodzaca nie ma kontaktu z magnesami ani z moca przylozong na katode

- Montowanie targetu do katody nie wymaga zaciskow mechanicznych ani klejenia

- Srednica maksymalna zrodia nie przekracza 59 mm (2.33"), zasilanie gazem i polaczenie przestony siega 96
mm

- Doktadne pozycjonowanie i centrowanie targetu jest realizowane za pomoca uchwytu magnetycznego

- Goma powierzchnia targetu jest powyzej anody

- Target umozliwia rozpylanie z magnetu Cu o grubosci 0.312", 0.125" gruboséci Si oraz 0.040” Fe (przykiadowe
grubosci}

- Moc maksymalna - 1000 W DC, 400 W RF

- Linie chiodzenia wodnego o $rednicy 0.25" oraz zigcze HN do zasilania zawarte w zestawie

- Magnesy s wymienialne (sg trzymane jedynie przez kilka érub) jednak wymagajg zapowietrzenia komory

Reczny zawdr Nupro wraz ze zlaczkami doigczony jest do flanszy wiotowych linii gazowych.

B003333 Zasilacz 300W RF do Zrédel magnetronowych
Zasilacz 300W RF wraz ze zintegrowanym modutem automatycznego dopasowania i zestawem kabli 24",

B003331 Zasilacz 1000W DC do zrédet magnetronowych
Zasilacz 1000W DC z zestawem kabli 24"

B003335 Sterowanie komputerowe
Sterowanie komputerowe zawiera oprogramowanie LabView wraz z niezbednym komputerem (o
nowoczesnych parametrach z ekranem TFT), ‘

Oprogramowanie obstuguje nastepujace funkcje:

- Interfejsy kontrolera PID grzalki/zasilacza grzatki manipulatora;

- Interfejsy przestony manipulatora prébek;

- Interfejsy silnika obrotu prébki na manipulatorze;

- Interfejsy generatorow DC i RF zrodet magnetronowych (tryb wyiSciowy, punkt pracy, szybkos¢ narastania i
wykrywanie plazmy);

- Interfejsy modutu kontroli przeston Zzroédet magnetronowych;

- Interfejsy wagi kwarcowej kontrolujace strumien i szybko$¢ nanoszenia oraz kalibracje;

- Interfejsy zaworu pneumatycznego i przepustnicy do kontroli otwarcia / zamknigcia / polozenia przepustnicy /
warto$ci ci$nienia / ustawienia poloZenia;

- Interfejsy masowych kontrolerow przeptywu (MFC) do kontroli: wspoiczynnika korekcji gazow / wartos¢
przeplywu / sygnat zwrotny przeplywuy;

- Okre$lanie parametrw procesu i zestawianie sekwencji procesow;

zapisywanie i uruchamianie procesdw;
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- Wyswietlanie dziennika danych: poloZenie przestony / sygnat zwrotny mocy DC, sygnat zwrotny napiecia DC
(dla RF), weryfikacja plazmy, ci$nienie robocze, sygnat zwrotny przeptywu gazu, sygnat zwrotny temperatury z
termopary.

Rejestrowane sg nastepujgce parametry:
- Potozenie przestony

- Sygnat zwrotny mocy DC

- Sygnat zwrotny potencjatu DC

- Potwierdzenie plazmy

- Cidnienie podczas procesu

- Warto$¢ przeptywu gazu

- Warto$¢ temperatury z termopary

Zestawie obejmuje rozgatezniki wody i gazow dla wszystkich podzespotow wymagajacych chtodzenia wodnego
i zasilania gazami.

80.8 (1) B903336 Uktad zarzadzania przeptywem gazow
Uktad zarzadzania przeptywem gazow skfada sie z dwoch (maksymalnie czterech) masowych kontrolerow
przeptywu (MFC — Mass Flow Controller, od 0 do 200 sccm, do uzgodnienia), okablowania oraz zawordéw do
otwierania/zamykania poszczegdlnych linii gazowych. Ponadto zawiera zawér do komory i przewody gazowe
prowadzace do portow. Kazdy MFC jest zabezpieczony zaworem Nupro.

WIELOKANALOWY KONTROLER CISNIENIA | PRZEPLYWU GAZU

Kontroler wielokanalowy zapewnia zaréwno kontrole cisnienia jak i przeptywu. UmozZliwia niezalezng lub
wzgledna kontrole maksymalnie o$miu kanatow przeptywu gazéw i jednego kanatu cisnienia. Jednoczesny
odczyt wartosci cisnienia i maksymalnie 4 kanatow przeptywu odbywa sig na wyswietlaczu LCD obstugiwanym
lokalnie z panela czotowego lub zdalnie za pomoca tacza szeregowego RS-232.

Kontroler moze pracowac w trybie kontroli przeptywu masowego lub kontroli cisnienia, z proporcjonaing
kontrolg przeptywu. W trybie kontroli przeptywu masowego mozliwe jest niezalezne monitorowanie i sterowanie
maksymalnie osmioma przetwornikami przeptywu jako niezaleznymi kanatami, lub wzglgdem jednego lub
wiecej kanatow jako nadrzednego, a pozostatymi jako podporzadkowanymi. W trybie kontroli ciSnienia z
cyfrowa regulacjg PID kontroler przyjmuje sygnat ci$nienia z przetwornika i steruje przeptywami gazow
odpowiednio by zachowa¢ zadang wartos¢ cisnienia. W tym przypadku kontroler odczytuje i wy$wietla wartosci
przeptywu.

80.9 (2) B003361 Dodatkowy MFC do uktadu zarzadzania przeptywem gazéw
Jeden masowy kontroler przeptywu (od 0 do 200 sccm, do uzgodnienia) wraz z okablowaniem i liniami
gazowymi, zabezpieczony zaworem Nupro i podigczony do wielokanatowego kontrolera cisnienia i przeptywu.

80.10 (1) BO001740 Pakiet kwarcowego miernika grubosci warstwy
Miernik grubosci warstwy do kontroli grubosci naparowanych warstw;
pakiet zawiera: niskoprofilowe sensory, przepust koncentryczny CF 70/BNC-Microdot, kontroler szybkosci
osadzania, przesuw wzdtuz osi z o skoku 50 mm, 5 krysztatow pokrytych zlotem, uktad chtodzenia wodnego,
generator (6 MHz), kontroler predkosci osadzania warstw (4 odczyty na sekunde, rozdzielczos¢ 1 Angstrom,
rozdzielczo$¢ czasowa 0,1 Angstrom/sek., doktadnos¢: + 0,5% grubosci, pamig¢ 9 procesow (rodzaj materiatu,
parametry nanoszenia), 4 zdalne wejscia, 4 wyjscia przekaznikowe, zakres pomiarowy 500 kAngstrom
(ekwiwalent dla Al), interfejs RS232C.

80.11 (1) DB800699 B800699 Zestaw targetéow do rozpylania magnetronowego
Target ITO ($rednica 2", grubo$¢ 0.25", czystos¢ 99.99%)
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Target Sn ($rednica 2", grubos¢ 0.25", czystost 99.999%)
Target Ti ($rednica 2", grubo$¢ 0.25", czystosé 99.995%})
Target Zn (Srednica 2", grubos¢ 0.25", czystose 99.995%)
Target V (Srednica 2", grubos¢ 0.25", czystosé 99.5%)

80 (1) B000326 Kamera CCD, Zrédio $wiatia i monitor
Kamera CCD ze zrodtem $wiatha i obiektywem z powiekszeniem makro do obserwaci zblizania ostrza/sondy.

100 (1) BO000108 Uklad dozowania gazéw
Ukiad dozowania gazow z precyzyjng kontrolg przeplywu; zawor Nupro i linia gazowa.

110 (1) BB800563 Uklad transferowy pomiedzy komorami nanoszenia i analizy
Wyposazenie transferowe umozliwiajgce potgczenie komory rozpylania z komorg analityczng, Zestaw zawiera
transporter ze sprzezeniem magnetycznym zamontowany na stacji x/y/@, przejéciowke z uchwytow podiozy 2
na mate uchwyty probek umozliwiajacq transfer pomigdzy dwiema komorami, zawér bramowy i polgczenie
»»»»»»» mieszkowe zapewniajace izolacje antywibracyjng pomiedzy komorami.

120 (1) B900304 Tygodniowe szkolenie z zakresu obstugi aparatury UHV
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